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Bste invento se refiere en genersl a formacién de
imégenes y, més espeoificamente, a un gistema perfecclonado al
respecto.

Se ha desarrollado recientemente un sistema de for-
macién de imégones a base de migrecién, capaz de producir imége-
nes de gran calided y elevada densidad, tono continuo y alia re~
s&luoién. El sistemsa se desoribe en la memoria do patente fron-
cessa No, 1,466,349, ‘

. En una forma de realizacién caracterigtica de este
gsistema de formacién de im&geﬂes, una estructura al respecio com~
puesta por un substrato conducter que posee una capa de material
roeblandecible o soluble, contentiva de particulas fotosensibles,
sobrepuesta al substrato conductor, se somete al siguiente trate-
niento de fijacién de imagen: Se forme uns ﬁmagen latente sobre
la superficie fotosensible, por ejemplo mediente carga electros-

t6tios uniforme ¥y exposicién a un disefio de radiacién electromeg-

_nética de activacién. A continuacitn se revela la capa reblendeci-

ble exponiendo la plece & un disolvente que disuelve tan solo la
capa reblandecible. Las partliculas fotosensibles que han sido ex~
puestas a radiacién se desplazan e trgvés de la capa reblandecible
& medida éﬁe ésia se reblandsce y disuelve dejando una imagen de
particulés fotogsensibles sobre el substraio conductor que se ajuﬁ-
ta a un negativo del original. Esto s¢ conoce como imagen positiva
2 negativa., Mediante el uso de diverses técnicas pueden weslizarse
insgenes positiva-a-positive o positiva-a-negative, segin log mate~
riales usedos y las poleridedes de carga. Aquellas porciones de la
capa fotosensible que no emigran al substrato conductor pheden ser
eliminadas por lavedo mediante el disolvente en la propia capa re-

blandecible.

El proceso de formacilén de imigenes por migraecién com-
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~ prende una combinacién de fases que incluyen carga, exposicién y

revelado con un disolvente., Las caracteristicas de estas imégenes.

- dependen de fases tales como potencial, exposicién y revelado, asi

como la combinacién particular de lag distintas fases del proceso.
Mgunas de las caracteristicas posibles son alta densided, tono
continuo y gran resolucién. Este imagon se caracteriza como una
1ﬁagen fije o no fije perfilada en polve fotoconductor que puede
vsarse en verlas aplicaciones,_tales como microfilm, copla dura,
desvanecedores Spticos y procedimientos fotogréficos peliculares
en log que se utllizen materiales adhesivos. Formes de realizacién
alternstives del concepto ciltedo se describen ademés en la memoria
froncose eltada anteriormente No, 1,466,349,

E] presente invento ﬁrevé wns estruetura perfececionada
de formeclén de imagen por migracién y un método que mejora sin més
el contreste y densided de las imégenes, y proporcions un sistema
simple y eficaz pare realisar una reproduccién bien sea positiva o %1
negativa de una imagen origiﬁal. T

Es por consiguiente un objeto de este invento yr0porcioi
nayr un sistema perfeccionado de formacién de imégenes. |

Otro objeto de este invenio es proporcionar una esiruc~
tura perfecclonada de formacién de imagen por migracién.

Un objete mé&s de este invento es faciliter un método per-
fecolonade de formacién de imagen por migracién capaz de producir
imégenes ya sea positivas o negatives.

Log objetos citados y otros gse consiguen de acuerdo con
este ilnvento proporcionando una nuevs estructura de formacién de img-
genes por migracién que comprende un substrate conductor revestido
con una capa de carbén que posee un meterial de rovestimiento plég-
tico fracturable y fotosensible, reblandecible o soluble.

5i blen se prefiere que el material fracturable sea par~?
i

.

- ———
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ticulado, especizlmente con perticulas dé un tameiio comprendido

en los limites de 0,02 a 2,0 mioras, puede estar compuesto por

~ cualquior capa fracturable continua o semi;continna, tal como

una del disefio llamado de queso suizo, que noa capaz de romperse
duranie la primere fase de rovelado, sugceptible de sor descrita
més adelante, y que permita emigrar porciones a la capa de carbén
en configuracion de imagen.

Por ejemplo el revestimiento pléstico puede contener
selenic vitreo partioulado en su superficie expuests superior. Se
impreéiona en principlo estr estructura empleando lag téoniocess de
formacién de imagen por mlgracién desoritas en la memoria frencera
citade snteriormente que comprenden la formacién de unag imagen la-
tente sobre la superficie fotoconductora, poxr ejemplo mediante car-
go eleotrostatica uniforme, seguida de la exposicién a un grafismo
seleotivo de radiacién que forma la imagen electrostética letente, .
A continuscién se revela egta imsgen sumergiéndola en un disolven-
te ligquido para la capa pléstica reblandecibla que da-como resulia-—
do la formzcién de une imagen comprensiva de las particulas de se-
dendo migrades en canfiguraciéﬂ de imagen sobrepuestas a la caps de
carbén en las zonas expuestes a la luz; en tanto que en las ibnas
no expuestes, el selenio ba sldo eliminade mediante lavado con el
resto de la capa reblandenible, y solamente permesnece la capa de
carbén. Luego se somets la estructura a un segundo tratamiento de
revelado que comprende sumergirla en un segundo disolvente duranie’
un lapso de tiempo de &l menos verios segundos haste verios minutos,
¥y segin la concentracién del segunde disolvente da como resultedo
la eliminascién por lavado de la poroién selenlo-cerbén, o bien el
lavedo de la capa de ocarbén en la zone no expuésta dejando una jima-
gon Pinsl compussta bien por una capa de omrbén densa contenida en

el substrato'de soporte o una combinacién de la capa selenio-carbén
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~ contenida en el substrato. La imagen final, ya sea de carbén en

forma de una imagen positiva o un compuesto de carbén-gelenlo en
forma de imagen negativa{ posee ung densided excepcionalmente
elovada superior & la que se obilene actualmente utilizando mate~ .
riales fotosensibles convencionales solog, como por ejemplo sele-
nlo,

Les ventajas de oata estructﬁra perfecclonada y méto-

do se evidenciarén sl congiderar la descripcién que slgue, en og-

pecial sl se toma conjuntamente con log planos anexos, en los oualaéz'
le fig, 1 os una ilustracién esquendtica de una forma
é¢ realizacidn de una estructura tipica prevista por este invonto;
la fig. 2 ilustra la fase de carga de la estrucfura de
la fig, 1;

la fig. 3 ilﬁstra la exposicién de la esiruoiura carga-
de & un graficmo de radiacitn aciivadora; .

la fig, 4 ilugira el rovelado deo la estructura de la
fig. 3;

la fig., 5 ilustra una segunda fase de revelado; v

la fig, 6 ilustra otra forma de rearizacién de la segun;
da fase de revelado,

Refiriéndonos a la fig., 1, se represents una forma de
realizacifn de una estruotura de formacién de imagen prevista por
este invento, compuesta por una pleca al respecto o peliculs 10, El
substrato de la estiructurs puede comprender cualquisr conductor
eléctrico apropiado. Log subgtratos caractegistioos son aluminio,
6xido de estefio, estafio e indio, El substrato puede preéentar ocugl-
quier forma tal como una tira metélica, lémina, chepe, cilindro,
tambor o gimilar. Si so desea, el subsirato conductor 12 puede es-
tar rovestido en una fina pelfcula sobre un sislador 11 tal como

papel, vidrio o wn pléstico que sean insolublss a los disolventes

e
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ugadog en el revelado. Un sjemplo de este tipo de substrato come

pronde vidrlo NESA, que es un vidrio parcialmonte transparente

revestido de 6xido de estefio que expende la firms Pittsturgh
' Plate Glase Co. Otro substroto tipico comprende Mylar eluminiszn-
; do, fabricado de uns pelicula de poliéster Myler que expende la
‘firna E.I. duPont deiﬂemours Co., Inc., que poseec un fino reveg-

‘timiento de sluminio semi~transparente,

La capa 13 comprende un carbén o egtrato carbonoso
compueﬁto esencialmente de ocarbén particulado do un grueso aproxi-
mado de 0,1 & 3 micras., Bl carbén puede utilizerse on cuslquier
forma spropiada. Las formas caractoristicas incluyen grafito, car—
bén de lefia, cogue, negro de carbén, negro de humo y carbém acti-

vado, El tamafio de las particulas do carbén puede ogscilar hasta 1

-micra sproximadamente pero con preferencia se halla comprendido en

los limites aproximados de O,D; a 0,5 miocras. Este tamaiio de par—
ticule es cwitico puesto que las particulas comprendidas en estos
limites muestran una’ezcelente sdhogidén al subatrato, ¥y pérmiten
gjexcer un conbrol cuidadoso en cuanio al espesor de la capa de
carbén., Una fuentbe de ocarbén particularmente preferida consiste en
wa suspension coloidal de carbén con base de agua (22% de grafito
coloidal) en agua que expende bajo el nombre comexcial de Aguadag
la firme Acheson Colloids Corp., Port Huron, HMich. La capa de cer~
bén se forma revistiondo de modo uniforms el material sobre el subs-
trato de soporie ;h un egpesor apropiado, y permitiendo secar el re-
vestimiento ya sea mediante aire o un ligero caldeo, También pueden
emplearse otrog mediog para formar la cape de carbén. Por ejemplo,
simplemente eépolvoreando o vertiende en casceda particulas de car-
bén elemental sobre el subsirato de smoporte. Coom
La cape de plastico reblandecible 14 puede ser de cual-

quier material spropiado que sea soluble en cualqpier disolvente

PN
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_ idéneo y adembs sustanclalmente ‘eléotricamente aislante durante

el ciclo de formecién de imagen y reveledo., Las clases de mate-
riales que onmarcen en este definicién comprenden pollegtirencs,

poliestirencs alquid sustituldos, poliolefinas, copollmeros de

* estireno-acrilato, copolimeros de estireno-olefinm, resinas de

pilicona, resinas fen6licas, y vidrios amorfos orginicos. Los ma=

tériales caracteristicos son Staybelite Ester 10, un éster.de CO-
lofonia parcialmente hidrogenado, Foral Ester, un triéster de co-
lofonia hidrogenado, y Neolyné 23, una alquid resina, todos de la
firma Hercules Powder Co., SR 82, SR 84, resinag de silicona, am-
bas expendidas por la firms General Bleotrio Corporation; Sucrose

Benzoate, Eagtman Chomiocal; Velsicol X-37, un copolimero de poli-

estireno-olefina que expende la firma Velsicol Chemical Corporation;

Hydrogenated Piccopale 100, una poliolefina en exiremo ramifiqada,

HP-100, Piccopale 100 hidrogenado, Piccotex 100,  un copolimero de

metil estireno y vinil tolueno, Piccolastioc A-75, 100 y 125, todos ;

poliestirenos, Piccodiene 2215, un copolimero de poliestirenc-ole- lf

fina, todos de la firma Pennsylvania Industrial Chemical Compeny,

Araldite 6060 y 6071, resinss epoxi de Cibaj Amoco 18, un poli-alfa-

metilestireno de laz firma Amoco Chem., Corporation; ET-693, y Amberol

57, resinas de fenol-formaldehido, etil celulosa, y Dow C4, una me~

tilfenilsilicone, todos de la firma Dow Chemicaly M-140, un estironc

co-n-butilmetscrilato sintetizado, R5061A, wna Tesina de fenilmetil
gilicona, de le firms Dow Corning; Epon 1001, uns resina epoxi de
bisfenol A-epiclorhidrina, de la firma Shell Chemical Corporation
¥y PS5~2, P3~3, ambos poliestirenos, y ET-693, una resina de fenol-

formaldehido, de ls firme Dow Chemical; y un copolimero de estireno

y hexilmetzerilato habitualmente sintetizedo 80/20 mol por ciento

con una viscosidad intrinseca de 0,179 al/gm.

En genercl, la caps reblandecible o soluble debe tener

)
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un espegor aproximado do 1/2 a 16 micras, y puede proparse por

cualquier técnica spropiada. Los métodos tipicos de preparacién

. oomprenden revestimiento por inmersidén, revestimiento mediante

rodillo, revestimiento por traccién, o revestimiento por verti-
miento; obtenléndose un mejor control y resultados més uniformes
con les técnicas de revestimiento por immersién y rodillo, Los
espesores inferiores a 1/ 2 micra no permiten una profundidad su-
ficiente para producir imfgenes por migracién de particules, Las
capes més gruesas que de ordinario requieren un mayor potencizl
para 6aiga. Yy, en geﬁeral, un espeéor aproﬁmado de 1 a 5 micras
se ha demosirado producen resuliados particularmentie buenos.

No se pretende que el grupo citedo de materisles sea

limitativo, sino simplemente ilustrativo de materizles idéneos pa~

ija la capa pléstioca rebl;mdecible. _

La capa 15 puede estar compuesta de cualquier materisl -
folosensible apropiado inorgfnico u orgénico. Los materiales inor-
géricos caracteristicos son selenio vitreo, selenio vitreo en alea-
cién con arsénico, telurio, antimonio o bismuto, etc.; sulfuro de

cadmio, 6xido de cine, sulfoselenuro de cadmio, y muchos otros.Ie

~ patente U.8.A. 3,121,006, = nombre de Middleton y otros, da a co-

nocer un sinntmero de tipicos pigmentos inorginicos. Los meteriales

brgénicbs caracterinticos son: Watchung Red B, una sal de bario de

' &0ido 1~(4’-metil~5’-oloro—azo~benceno~2’-sulfénico)~2-hidrohidroxi~

3~-naftoico, C.I. No. 15865, que expende la firme DuPont; polvo im-

presor emscarlata doble Indofast, un pigmento tipo pirentrona que ex~

_pende la firma Harmon Colors; guindo magenta RV~6803, wn pigmento

tipo quinacridona que expende la firme Harmon Colors; quinzeridonas,
tales como Monastral Red B (E,I. duPont), Cyan Blue, GTNF la forma

beta de fialocienina de cobrs, C.I. No. 74160, que expende la firma
Collway Colors; Monolite Fast Blue GS, la forms alfe de fialocianina
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 exenta de metal, C.I. No, 74100, que expende la firms Arnold

Hoffman Co,; Diane Blue, 3,3’—metoxi-4,4’-difenil-bis(l" a%0~-

. 2% hidroxi-3"-naftanilida), C,I. No, 21180, que expende la fir-

pa Harmon Colors; y Algol G.C., polivinil ecarbazol, 1,2,5,6-di
(D,D’-difenil)~tiezol-antraguinona, C.I, No, 67300, que expende
la firma General Dyestuffe. La liste enterior de materiales fo-
tésenaibles orgénicog e lnorgénicos es llugtretive de algunosde
los materiales tipicos, y no debe ser considerada como una lis-
ta completa. , ’ _ _ v .
. Les particulas fotésensibles de la caps 15 pueden
formarse por cualquier método apropiado., Los métodos ocaractoris-
ticos comprenden evaporacién por vaclo; vertimiénto del mateiial
en cagcade mientras es portado sobre corpdsculos de vidrio u otro
portador aproPiédo por encima de la capa soluble 14 que ha sido
reblendocide por un vapor disolvente y/o calor; técnicas de reve~
lado liguido; téenicas de revelado por nube de polvo; téenicasde
revestimiento de mezcla; o simplemente 65polvoréando lag particu-
las de material fotosensible sobre el material soluble ligeramen—
te reblandecido., - ' ‘ ’

Ademés de la configurazcidn representada en la fig. 1,
ge incluyen tembién modificaciones adiclonales en la estructura de
capaa dentro del aloance de este invento, Una de dichag modifica~
ciones comprende una estructura de capas sobrepuestas, en la cual
go intorcala una capa de partlculas fotosensibles entre dos o nés
capas del material.reblandecible que cubren el substrato conductor,
6tra conprende una estructura aglutinante en la ocusl se digspersan
rartioulas fotosensibles en la capa reblamdecible,

El espesor de le capa particulada y tamatio de las par—
ticulas fotoconductoras es por lo comdin menor de una micra apfoxima-_

damente, oscilando el tamafio de perticula aproximademente de 0,01 a
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2,0 mioras. Lag partloulas mayores de aproxlmadamento 250 nlaras

no producen ung 6ptima resolucibén y mussiran ademés una reducciénx
en la dengidad de imagen en comparacioén coﬁ las imédgenes con par~
tioulas menores de aproximadamente 2,0 micras, .

La estructurs o placa 10 de la fig. 1 puede formarse
en imegen cargendo electrostiticamente de modo wniforme la super-
ficie con una wnidad de carge en corong 16 ilustrada en la fig. 2.
El campo aplioado para las estructuras de esgte invento oscila de
unos cuantos voltioa a varios centenares de voltios por nicra de
capa pléstlca reblandeclble 14, Debe entenderse que pusden también
utilizarse otras {écnicas de carga bien conocidas en la indus#ria
para llevar a cabo.la‘realizaoién del presente ‘invento., Los méto-
dos caracteristicos comprenden carga en corona por medio de una
pantella o oliché—estarcidor; o formacién de wne imagen latente di-
rectanents mediante el uso de un olectzodo conformedo o matriz de
puntes. A continuacién se expone la placa cargada & un grafismode
radinoién activadora 17 tal Bomo luz, sogin se muesira en la fig.
3, Después se revels la placa en un disolvente liguido 18, que pri-

mero »eblandece y disuelve la ocapa soluble 14 dando como resultado

- la formacién de uwna imegen compuesta por las pariticulas fotosensi-~

bles incidides por la luz 15 contenidas en configuracién de imagen
sobre la capa de carbén 13 segdin se ilustra en la fig. 4. El disol~
vente 18 puede comprender cualquier disolvente apropiado para la
capa pléstice reblandecible 14 en la cual los regtantes materiales
de la estructura de formacién de imagen (substrato, pelicula con-
duoctora, capavde carhén, y cape fotomgensible) son sustancialmente
ingolventes. Los disolventes tipicos se bitan_en 12 memoria de pa-
tente francesa 1,466,349, y comprenden sin limitaci6n: ciclohexeno,

triolorootileno, xileno, folueno, pentano, 1,1l,l-tricloroetilenc,

metil etil cetena, diocloruro de etileno, cloruro de metileno, tetra~
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cloruro de carbono, y triofeno..

A continuacién es tratada de nuevo la estructura de
la fig, 4 exponiéndola & un disolvente diluido 19 segin se ilus-

tra en la fig, 5. E1 tratamiento se lleva a cabo desde al menos

la eliminacién por lavado de la imagen de carbén fotosensible com-
puesta, gusdando unas imagen gue comprende la capa de carbén sola~
mente en la forma de una imegen positive representads en la fig,

5. Cuando se usa un disolvente concentrade 20, se elimina lasim-
ple capa deo carbén y queda una combinacién de particulas fotosen—

sibles sobre la capa de carbén en forma de una imagen negativa,

segin se ilustrs en la fig. 6,

Como puede verse, ol ssgundo revelado o iratamiento
por disolvente ilustrado en lag figs. 5 y 6 da como resultado la

eliminacién por lavado o disolucién completa del fino revestimien-

380191 B

. algunos segundos hasta varios minutos, lo cual da como resultado

to conductor 12 no imporia cual sea ls concentracién del disolven- :

te. Se considera que le eliminacién de lg pelicula conductora re—

sulta esencial para formsr las imégenes del presente invento, ypor*{

cohsiguiente el disolvente utilizado en el segundo tratamiento de
revelado debe ser capaz de disolver dicha pellcula coﬁduoﬁora 12,
La tabla que se expons & continuecién cita diversas comblnaciones
tiplcas de peliculas conductoras y disolventes idénsos pars revela~
do que resulten apropiadog para la formecién de lmégenos ﬁal como
go ilustra en lag figuras 5 y 6. Los disolventes caraoteristicos
comprenden &cidos y fueries bases, Los disolventes diluldos danco-
mo resultado la formacién de una lmagen positivae compuesta por oar~
bén segln ge ilugtra en la fig. 5, en tanto que los disolventes
concentrados dan lugar a la formacién de una imegen negativa que
comprende un compuesto de particulas fotosensibles sobre una oapa

de carbén, segin se muestra en le fig.

6.

R
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TABLA
Capa oconductora o revesitiniento Disolvente para revelado
Aluminioc . Soluciones alcalinas tales
Oxido de estaflo 7 como hidréxido sédico, hi-
Egtatio dréxido potésico, sulfuro
Indio gédico e hidréxido célolco
Sulfuro cuprosoe Aoidos tales como niirico,
sulfdrico, clorhidrico

Sulfure ouproso - Cianure potésico

Yoduro ciiprico Acido clorhidrico, yoduro

potésico, fcido sulfhrico ¥
amonisco liquido

Un disolvente revelador particularmente prefer;ldo 19 o .
20 para el segundo tratamiento con disolvente comprende oualguier
golucién aloelina. Las soluciones tipicas comprenden hidréxido s6-
dico, hidr6xido potésico, sulfuro s6dico e hidréxido odlcico, Las
solucioneg relstivamente diluidas faleg como normal 1, normal 3,
normal 6, den como resultado la formacién de 1a imagen positiva, en
tanto que las soluciones con unaz mayor concentracién, como por ejem-
plo 50 por ciento aproximadamente, dan como resultado la formacién
de 1la imagen negativa., En general, cualquier sol_udién aloalina de
una concentracién apropieda para eliminar las porciones expuesitas o
no expuegtag de le zona revelada con disolvgnte 1lusgtrada en la fig.

4 puede usarse en la fase de revelado segunda o final ilusirada en

~ las figs. 5y 6.

Los siguiéntes ejemplos describen formas de realizacién
preferidas del invento coa respelcto a un método pera fabricar e im-
p:basionar una estructura de formacion de imegen por migraocién. Las

partes y porcentajes en la descripeién, ejemplos y reivindicaciones
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. Son en peso a menos que s¢ indique en otro sentido. Los ejemplos

estén llamados a ilustrar las diversas formas de roalizaci6n pre-

- feridas con respecto a la fabriezcién e improsiénm de una estruc—

tura de formaeclién de imagen por migracién.
EJEMPLO T

Se febrica una pelicula o placa de Pormacién de ima-
gen de un tamsfio aproximado de 1 x 3 pulgadas (2,5 x T,5 cm), tal
como la ilustrade en la fig,. 1, extendiendo 10 ml, de una suspen—
sién'coloidal de base acuosa deo 22 por clento de carbén, que ex—
pende la firma Acheson Colloids Corp. bajo el nombre comercial de
Aquadag (ol dag se diluye ademés en 100 ml, de agua) con un rodillo
de fotograbado 950 sobre un substrato Hylar aluminizsdo de 3 milé—
simas de pulgada (0,075 mm). Rotoproofer Analox Rollers por Pamarco,
Ine. Romelle, N.J. son tamefiog designados 55Q a 200Q. El procedi-
miento de revestimienito es llevado a cabe para formar un revesti-
niento de 2 micrags de oarbén cuando es secado durants 2 hores en ?
aire oaliente aproximadamenté a2 1002C, Se revimte después lu cape i.
de carbbn con una capa plésticae reblendecible formando wna solucibnﬁ
de 20 por ciento en pempo de Staybelite Ester 10 (un éster de'glice—'
rol colofonia hidrogenado al 50% de la firma Hercules Powder Co.),
diguelta en tolueno, Utllizendo un rodillo de fotograbado, se ex~
tiende a continuacién la meszela sobre la capa de carbén, Se eplica
el revestimiento de modo que cuando eg secado al sire durante 2 ho-
rag aproximademente a 502C, para permitir la eveporacién del tolue-
no, se forma sobre'la capa de carbén una capa de formacién de ima-
gen compuesta por una capa de dos micras de Staybelite Ester. Iuego
se deposita una fina cape de selenio viireo particulado de wn espe- -
gor aproximedo de 0,5 mioras sobre la superficie de Siaybelite me—
diente depésito de gas inerte utilizendo el procedimiento expuesto
eﬁ la memorie de patente francesa No. 1,466,349,

N
B
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8e fabriceron tres plscas adlcionales por el mélodo

. del Ejemplo I, Estas placas se hicieron utilizando rodillos de
~ grabodo para formar la caps de carbén con tamsfios 72Q, 120Q, y
- 200Q respectivamente, obteniéndose como resultado un espesor de

cepa de carbén oémprendido en los limites de 3 micrag para el

rodillo 720 hasta aproximademente 1/2 micre para el Todillo 200Q.
- EJEMPLO ITI
Lag cuatro peliculas preparadas por los Ejemplog I

-y II son impresionades cargando uniformementc s un potencial po-

sitive de ‘aproximsdanente 60 o 70 voltios con un dispositivo de
carga en corons tal como el descrito por Carlson en la patente
U,S.A. 2,588,699, A continuzeién se exponen las peliculas a un
grafismo de luz siendo la energla en las zones iluminadas aproxi-
madamente 5 bujla~pie-segundos por medio de uné. lémpars de tungs~
teno. Después se revelan las peifculag sumergiéndolas en un bafio

de oclclohexano liquido durante uprozimsdamente 2 segundos, Cada

- peliculs muestra una excelente reproduccién del disefio originel de

luz en forma de particulss de selenio depositadas sobre la capa de
carbén en las zonas inoldidas por la luz, en tanto que en lss zonag
no expuestas & la luz permznece una capa e carbdn sobre el subs-
trato Mylaxr, Bata configuracién se ilugtra en la fig. 4 de los pla-
nos., |
EJEMPLO TV .

Cada wna de las ouatro pelioculss del Bjemplo III ze cor—
‘ta. en dos partes igusles de aproximadsmente 1 pulg., x 1-1/2 pulg,
(2,5 x 3,75 cm)- presentando cada porcién parte de una imagen reve-
1é.da, tal como se ilusira en la fig. 4. A continuacién se revela
unz parte de cada una de las pelioulas sumergiéndols durante aproxi-

madamente 5 segundog en un bafio alcaline normal 1 de hidréxido s6di-



10

5‘515

20°

25

30

- 15 ~

330191 S5k

_ co, Cada una de las_4 partes muestra una imagen perfilada en

carbén, que representa una imagen positiva de un original, en
la cual solamente uma imqgén en carbén permanece sobre el subs-
trato Mylar en las zonas que no fueron expuestss a la luz, Egta
configuracién se ilusira en la fig. 5.

Se sumerge le sogunda parite de cade una de las ocua-
tro peliculas en una solucién de hidréxido s6dico al 50% duran-
te aprorimadsmenie 5 segundos. Egte revelado da como resultado
la formacion do una imagen negative sobre cadz una de las cuatro
mueétﬁas gue comprenden una combinacién de particulas de selenio
sobrepuestas a una capa de carbén en las zones que habfan side
previamente expuestas a la luz, Esta conflguracién se ilugtra en
la fig. 6 de los plenos,

Seglin se desprende do log ejemplos enteriores, el se~

gundo tratamiento con disolvente se fraduce en la formacién selec~

tive de una imagen de elevada densidad ya sea positiva o negativa, fz

.

traduciéndose las soluciongs relativemente flojas o diluidas en
la formacién de una imagen positiva y formando las soluciones més
concentredas una imagen negativa., Los ofros disolventes definides
en la tabla puecdon usarse de una msnera similar a las sbluciones
alcalinas utilizadag en los ejemplos.

Si bien se han oitado componentes y proporciones espe;
cificas en la anierior descripcién de la forma de realizacién pre-
ferida de este invento, pueden usarse con resultados similares otros
materiales y procedimientos adecuasdos tales como Jog que se indican

en pérrafos anteriores. Por otra parte, pueden utilizarse otlros ma-

toriales y cambios para sinergizaer, realzar o de otro modo modificar ’

la nueva estructura de capag de los sollcitantes.

Otras modificaciones y ramificaciones del presente inven4

to resultaréin evidentes para los expertos en la materia mediante la i,
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_lecturs de la presente descripcibn. Se pretende que 6stas enmar—

quen en log lImites y alcance de este invento.
En resumen, la Patente de Invencién que e solicit,g

debersd recaer gobre las siguientes:
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1, Un método para impresionar wna estructura de fore

macién de imdgenes caracterizado porque compronde: formar una
imagen electrostitica latente sobre la superficie de dicha es~
tructuray revelar dicha imagen exponiéndola a un disolvente li-

quido para dicho pldstico reblandecible, con lo cual una parte

" sobre la capa de carbén que permanece sustancialmente intacta

gobre el substrato sustentador; exponer-dicha estructura a un
seguqdo disolvente con lo cual se eliminan por lavado porciones
selectivas de capa de cgrbén.en dicho disolvenée obteniéndose co-
mo rvesultado la Tormacién de wna imagen-visible,

o 2. Bl método segin la reivindicacibn 1, oaractériza—
do porque el segundo disolvente compré;de una solucidn alcalina.

3. El método segin la reivindicacién 2, cavacteriza-

do porque el segundo disolvents comprende una solucién de hidrd- {

xido sbdico.

4. El método segin Jas reivindicaciones 1 & 2 carac~
terizado porque dicho segundo disclverite comprende una solucidn
alcalina relativamontp floja que da como resultado la formacién
de wna imagen positiva en forma de una capa de carbdn,

5. 1 método seghn la reivindicacibn 4, caracterizado
porque la solucidn alcalina comprende hidréxido sddico.

6. E1 método segin lam reivindicacicnes 2 6 3, carac-
terizado porque dicho segundo disolvente comprende una solucidn
alcalina concentrada que da como resultado la formacién de wna -
imigen negativé que comprende un compuesto de particulas fractu~
rables que cubren wa capa de carbin, '

7. E1 método segln la reivindicacién 6, caracterizado ]

. porque la solucidn alcalina comprende hidréxido sédico.

W
.
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8. Bl método pegin cualquiora de las reiﬁndicéciones

1 a 7, caracterizado porque ol material fracturable comprende se-
lenio vitreo. o ‘
B ' | 9. Se reivindica pox Gltimo como objeto sobre el gque
| ha de recaer la patente de invencidn Que se solicita: "UN METODO
PARA IMPRESIONAR UNA ESTRUCTURA DE TFORMACION DE IMAGENESY,

. Todo conforme queda desorito y reivindicado en la rre
;sen'be memoria descriptiva que consta de disciocho pa,ga‘nas neca-~
nografiadas y dibujos adjuntos,

Madrid? 29 mayo 1,970
EEFNARDO UNGRIA

. . - PePe
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